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はじめに：グラフェン集積回路を産業化するためには、グラフェンの大量生産及び固体基板への

固定化プロセスの確立は不可欠である。その方法の一つとして、酸化グラフェン(graphene oxide, 

GO)を作製した後、還元プロセスにより、再びグラフェンのような電気特性を得る、いわゆる酸

化グラフェン還元体(reduced graphene oxide, rGO)の利用が提案されている。GOの還元プロセスに

は種々の方法が提案されているが、当研究室では高真空環境での真空紫外(vacuum ultraviolet, 

VUV)光照射による GOの還元を報告している[1]。本研究では、高真空環境での VUV光照射によ

り還元した rGOについて、走査トンネル顕微鏡(scanning tunneling microscopy, STM)を用いた観察

を行った。 

 

実験方法及び結果：劈開したマイカ基板上に Au

を蒸着することで Au(111)基板を作製した。この

基板上に GOを担持させ、高真空(<10-3 Pa)チャン

バー内で VUV光(Xeエキシマランプ、 λ = 172 nm、

10 mW cm-2)を 64 min照射した。以上の手順で作

製した rGO/Au基板の STM観察を大気中にて行っ

た。得られた STM像を Fig. 1に示す。10 nm程度

のドメインを数多く含んだシートが観察された。

この構造はヒドラジンにより化学還元された

rGOの STM観察結果[2]と類似しており、光還元

で残留した酸素含有基や π 共役を反映したコン

トラストが得られていると考えられる。 
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Fig. 1 STM image (10 pA, 1000 mV) of rGO 

deposited onto the Au(111) substrate 
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